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Halotron

Przedmiotem wynalazku jest halotron przezna¬
czony do pomiaru natężenia pola magnetycznego,
w szczególności pola w wąskich i krzywoliniowych
szczelinach. Może on również znaleźć zastosowa¬
nie przy konstrukcji układów pamięciowych, prze¬
kaźników bezstykowych, mnożnikach itp.

Do pomiaru natężenia pola magnetycznego w
wąskich szczelinach stosuje się halotrony z mate¬
riałów litych. Wytwarzane są one w ten sposób,
że płytkę na przykład germanu szlifuje się do
pewnej grubości. Najmniejsza grubość takich ha-
lotronów, jaką dało się uzyskać, wynosi rzędu
0,1 mm, na skutek czego nie można było pomie¬
rzyć natężenia pola w szczelinach o grubości po¬
niżej 0,1 mm, a tym bardziej w szczelinach krzy¬
woliniowych. Na dokonanie takich pomiarów nie
pozwalały również halotrony wykonane przez na-
parowanie cienkiej warstwy materiału półprze¬
wodnikowego na podłoże izolacyjne. Opisany w
patentach niemieckich nr 1083924 i 1143270 halo¬
tron cienkowarstwowy pozwala co prawda na po¬
miar natężenia pola w bardzo cienkich szczelinach,
jednak nie można nim dokonać pomiaru natęże¬
nia w szczelinach krzywoliniowych. Halotrony te
pękają przy zginaniu w szczelinach, szczególnie
pęka warstwa półprzewodnika naniesiona na pod¬
łoże na przykład z miki.

Wynalazek stawia sobie właśnie za cel wykona¬
nie halotronu, który nie będzie ulegał zniszczeniu
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podczas pomiaru natężenia pola w szczelinach
krzywoliniowych.
Niespodziewanie według wynalazku okazało się,

że jeżeli na cienką warstwę izolacyjną, wykonaną
tylko z miki zostanie naparowana warstwa tylko
tellurku rtęci HgTe lub tellurku kadmowo-rtę-
ciowego, to halotron taki nie będzie ulegał znisz¬
czeniu przy pomiarach. Wynika to z dobrania pod¬
łoża i półprzewodnika o zbliżonych własnościach
mechanicznych. Dzięki temu można wykonywać
halotrony o całkowitej grubości czynnej warstwy
zawartej w granicach od 30 do 80 ^m.
Halotron według wynalazku zostanie bliżej ob¬

jaśniony na podstawie rysunku, na którym fig. 1
przedstawia halotron w widoku z góry, fig. 2 —
w widoku z boku, a fig. 3 — widok z boku pod¬
czas zgięcia.
Według wynalazku na cienką warstwę miki M

jest naparowana warstwa półprzewodnika P w po¬
staci HgTe lub CdHgTe, przy czym są naparowa-
ne również elektrody metaliczne E.
W dalszym ciągu procesu według wynalazku do

elektrod E lutuje się przewody D z drutu. Miejsca
lutowania drutów do elektrod E chronione są
oprawką O, wykonaną z tworzywa sztucznego, naj¬
korzystniej z żywicy epoksydowej.
Dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy miki M

jako podłoża, grubość czynnej warstwy halotro¬
nu C zawiera się między 30—80 /nm, przy czym
dobra elastyczność miki pozwala na znaczne zgi-
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nanie czynnej warstwy halotronu do promienia
krzywizny R rzędu 1 cm (fig. 3).
W celu zabezpieczenia halotronu przed mecha¬

nicznymi uszkodzeniami i wpływem innych czyn¬
ników atmosferycznych warstwa czynna C jest
pokryta cienką elastyczną warstwą metakrylanu
etylu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Halotron wykonany na podłożu z miki i prze¬
znaczono do pomiaru natężenia pola magne-
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tycznego, w szczególności w wąskich i krzywo¬
liniowych szczelinach, znamienny tym, że na
warstwę miki (M) ma naniesioną w znany spo¬
sób przez naparowanie, warstwę (P) tylko tel-
lurku rtęci lub tellurku kadmowo-rtęciowego.

Halotron według zastrz. 1, znamienny tym, że
warstwa czynna (C) jest pokryta cienką ela¬
styczną warstwą metakrylanu etylu.

Halotron według zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
że elektrody (E) łączące warstwę (P) z przewo¬
dami (D) są wykonane przez naparowanie.
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